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Maska pytochfonna.
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Dotychczas uzywane maski pytochton-

ne nie spelniaja nalezycie swojego zada-
nia, gdyz ich konstrukcja jest zbyt skom-
plikowana i sa one niewygodne w uzyciu

powodujac ucisk twarzy. Wskutek zbyt
skomplikowanej budowy maski te sa sto-
sunkowo drogie.

Maska pylochlonna wedtug wynalazku
niniejszego nie wykazuje wspomnianych
wad, jest bardzo prostej konstrukeji, tatwa
w uzyciu i higieniczna. Ze wzgledu na swo-
ja prostote konstrukcji maska ta jest tania
i moze byé uzywana przez ludzi zatrudnio-
nych w kopalniach, hutach, cegielniach i
zakladach podobnych, w ktérych wytwa-
rza si¢ pyt, bardzo ujemnie wplywajacy na

stan zdrowotny 0séb w nich zatrudnio-
nych.

Sama maska moze byé wytwarzana z
blachy aluminiowej, tektury lub blachy ze-
laznej wzglednie jakiegokolwiek metalu
lub materialu. Rysunek przedstawia maske
wedlug wynalazku, przy czym fig. 1 przed-
stawia maske w widoku z przodu, fig, 2 —
przekr6j pionowy maski, fig. 3 zas — wi-
dok z boku maski natozonej na twarz.

Maska sklada sie z ptytki aluminiowej
a w ksztalcie elipsy, posiadajgcej wycigcie
b do nosa oraz podluzne wycigcie ¢ do ust.
Po bokach ptytki a umocowane sa paski
gumowe d, przy pomocy ktérych przymo-
cowuje si¢ maske do glowy. Aby umozli-



wi¢ przedostawanie sie powietrza pod plyt-
ke a posiada ona otwory e. Pochlaniacz
maski pylochlonnej sktada sie z warstwy
waty g owinietej obustronnie gaza h, caly
zas pochlaniacz
plytki a np. za pomoca zwyklych spinaczy.

Maske pylochlonna naklada sie na
twarz w ten spos6b, ze nos wchodzi do
otworu b, przy czym maske podnosi si¢
tak wysoko, az krawedz wyciecia b oprze
si¢ 0 podstawe nosa, a kanaly nosowe i
usta zostana zasltoniete, jak to przedsta-
wiono na fig. 3. Po zapieciu tasm d mozna
zupelnie bezpiecznie pracowaé w zanieczy-
szczonym powietrzu bez obawy o zdrowie.
Maska wedlug wynalazku nie przeszkadza
wcale w prowadzeniu rozmowy.

Po zanieczyszczeniu si¢ warstwy wchta-
niajacej wymienia si¢ ja na nowa. Pochla-
niacze moga byé réwniez nasycone odpo-
wiednimi sktadnikami chemicznymi w: celu
wchlaniania szkodliwych dla ludzi gazéw.

jest przyczepiony do -

Zastrzezenia patentowe.

1. Maska pylochlonna znamienna tym,
ze sklada si¢ z plytki w ksztalcie elipsy,
posiadajacej wycigcie (b) do nosa oraz
wycigcie (c¢) do ust, z pochlaniacza (h)
przyczepionego do plytki oraz tasm (d)
stuzacych do umocowywania maski na gto-
wie.

2. Maska wedlug zastrz. 1, znamienna
tym, ze pochlaniacz ma ksztalt elipsy i jest
wykonany z warstwy waty (g) owinigtej
obustronnie gaza (h) i nasyconej ewentual-
nie $rodkami dezynfekcyjnymi.

3. Maska wedlug zastrz. 2, znamienna
tym, ze pochlaniacz jest przyczepiony do
plytki (a), zaopatrzonej w otwory {e), za
pomoca, spinaczy (i).

Dawid Lender.
"Zastepca: D. Wajman,

adwokat. -
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